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 Fe(鉄)とNi(ニッケル)は共に室温で強磁性を示す金属である。この２つの元素を起源とする、
一定の組成の合金をパーマロイと呼ぶ。このパーマロイは、その電気抵抗が弱い磁場に対して
大きな変化を起こすために、磁気記録装置のセンサーヘッドとして用いられてきた。今回、こ
のパーマロイ合金の磁気的性質の起源を知るために、パーマロイを構成するFeとNiを交互に積
層（Fe:20%,	 Ni:80%	 ）した薄膜を作製し、その磁気抵抗の測定を行った。	 
	 薄膜形成用の基板としては、Niと格子整合の良いチタン酸ストロンチウム（ＳｒＴｉＯ３：
ＳＴＯ）を用いた。なお、鉄の体心立方構造に合わせた超格子（Niの積層膜厚が薄い）につい
ての研究は、すでにKamadaらによりなされており[1]、薄膜の微細構造や磁気特性は素地となる
基板表面や膜の形成条件によって変化すると報告されている。	 
	 試料は、ＳＴＯ（００１）基板上にＦｅとＮｉを交互に積層を行った。当初はエピタキシャ
ル薄膜を想定していたため、基板温度を変化させつつ反射高速電子線回折（ＲＨＥＥＤ）を用
いて、結晶性のモニターを行った。図１は、ＳＴＯ基板の蒸着前の表面を示し、図２は参照試
料であるNi80Fe20の4nm積層時の試料表面を表す。なお、FeNi単層膜は10nm程度までは単結晶の状
態で成長したことを確認した。	 
	 
 
 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 	 
	 また，Fe/Niの交互積層膜は、成長後すぐに多結晶となり、単配向の交互積層膜の成長は成功
しなかった。	 
	 一方、膜厚を固定し組成比をFe:Ni=8:2で積層膜を作製した試料と、同時蒸着膜について磁気
抵抗効果を測定したところ、積層回数が増えると磁場の印可の有無による変化の割合が減少し、
薄膜自身の抵抗率が増加するという結果を得た。	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